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   Ｈ０１Ｌ  21/205    (2006.01)
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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成26年9月26日(2014.9.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板を処理する処理室と、
前記基板を保持し、前記処理室内外に搬送される基板保持具と、
前記基板保持具への前記基板の装填、又は前記基板保持具からの前記基板の脱装が行われ
る移載室と、
前記移載室内の前記基板保持具に、不活性ガスを噴射するノズルを備える不活性ガス供給
機構と、
前記処理室内から前記移載室内に搬出されて前記基板が脱装された前記基板保持具に、前
記ノズルから不活性ガスを噴射するように前記不活性ガス供給機構を制御する制御部と、
を備え、
前記ノズルは、上方から下方に向かって角度をつけて不活性ガスを噴射することを特徴と
する基板処理装置。
【請求項２】
前記基板保持具は回転機構を備え、
前記制御部は、少なくとも前記ノズルから不活性ガスが噴射されている間、前記移載室内
で前記基板保持具を回転させるように前記回転機構を制御する請求項１に記載の基板処理
装置。
【請求項３】
前記基板処理装置は、前記移載の雰囲気中の異物濃度を測定する異物測定機構を備え、
前記制御部は、前記異物測定機構により測定した異物濃度が所定の値以下となったときに
、前記移載室内への不活性ガスの供給を停止する様に、前記不活性ガス供給機構を制御す
る請求項１または２に記載の基板処理装置。
【請求項４】
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前記移載室の前記ノズルと対向する位置には、前記ノズルから噴射される不活性ガスによ
り吹き飛ばされた異物を収集する仕切部が設けられる請求項１から３のいずれか１つに記
載の基板処理装置。
【請求項５】
移載室内で基板保持具に基板を装填し、前記基板保持具を前記移載室内から処理室内に搬
入する工程と、
前記処理室内で前記基板を処理する工程と、
前記基板保持具を前記処理室内から前記移載室内に搬出し、前記基板保持具から処理後の
前記基板を脱装する工程と、
前記移載室内に設けられた不活性ガス供給機構が備えるノズルから、前記基板が脱装され
た前記基板保持具に、上方から下方に向かって角度をつけて不活性ガスを噴射する工程と
、を有することを特徴とする半導体装置の製造方法。
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